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V práci sa zaoberáme prípravou submikrometrových štruktúr v reziste PMMA
pomocou elektrónovej litografie (EBL) pre následnú prípravu kovových kontaktov
na substráte Al_2O_3 v procese suchého leptania. Tieto štruktúry sú určené na
skúmanie transportných vlastností materiálov ako napríklad, TiO_2, MgB_2 a
supravodivých tenkých vrstiev určených pre aplikácie v senzorike. Prezentované
sú porovnania štruktúr v závislosti od parametrov expozície a vlastností rezistu.


